
20olに) 2002 F〕2003 (F) 2004(F)  ンタ
S e 付 1ヽ

2001年3月であり、米国より3ヶ月遅い。
・U SのB B レシオは2001年1月から大幅に1を割っている。

・2002年11% 、2003年2% 、2004年25% (ともに対前年

比伸び率予損」)。2001年は36% ダウン。

今年を底に上記の通 り再び来年から成長軌道に乗る

という楽観的な見通しである。
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会場風景 なにやら閑散とした感じが ・
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超臨界水酸化技術による

半導体製造廃液の処理

l■lオルガノ 鈴木 明 氏

1. 超 臨界 水 酸 化技術 とは

超臨界水酸化技術 (SC w o : Supcrcritical W atcr O xl‐

dation) は、廃水 ・廃棄物の分解処理技術であり、ダイ

オキシン発生により近年問題視 されている焼却炉の代

替技術と位置づけられる。

超臨界水とは水の臨界点 (374℃、22M Pa) を超過 し

た状態の水のことをいい、通常我々が認識 している水

の物性とは大きく異なる。図1に示すように我々が身近

に接 している水は0℃以下で氷、つま り団体であり、

100℃までは水、液体である。 100℃を超えると気体で

ある水蒸気になるが、100℃以上の任意の温度における

飽和蒸気圧よりも圧力を高くすると水蒸気は液化 し液

体の水に戻る。それに対 して臨界点を超えた水は加圧

しても液化することがなく、この状態の水を超臨界水

という。

超臨界水は油などの無極性物質とも完全に混合する特

徴がある。また、気体に近しヽ性質を持つため、空気や酸

素などとも均一に混ざる。したがつて、超臨界水は反応

溶媒としての用途が広いということができる。加えて、

温度を高くしていくと、超臨界水中では熱分解と加水分

解が同時に、かつ急速に起こるため、ほとんどの有機物

は低分子化し超臨界水と完全に混合 しうる。

さらにそこに空気や酸素が存在すれば、酸化反応を

起こし、有機物質の完全な分解が可能となる。これが

超臨界水酸化 (SC W O ) であり、通常、反応温度600℃、

圧力25M Pa前後で操作される。

超臨界水中での酸化反応は、次のように進行する。

< 超臨界水 >

有機化合物十酸素 → 二酸化炭素十水

有機化合物中のヘテロ原子 → 酸、塩、酸化物

ダイオキシン類やPC B の様に塩素を含む場合、塩素

は塩酸として水に溶解 される。また、窒素は窒素ガス

あるいは硝酸、亜硝酸イオンに、硫黄は硫酸イオンに

変換 され、水に溶解 した状態で排出されるためN O .、

S0 2が生成 しない。すなわち排ガスは分解生成物の二

酸化炭素、窒素および余乗J酸素が主成分であり、焼却

施設にあるような排ガス処理施設を必要としない。そ

れ以外の生成物 (無機塩、酸化金属等) は処理水と共

に排出されるが、このモニタリングはタンクに処理水

を溜めながら行えばよく、系外へ排出する前に容易に

安全性の確認ができる。

温度 37fc

図1



物 ■ 名 分 解 準 [96]豊)

ＢＣＰ >  99 99999

ダイ冴千シン >  99 9999

1,11■トリクロロエタン >  99,9999

クロロト,レエン >  90.993

クロロフェノー,レ >  99,99'

ＴＤＤ >  99.997

D M S O >  99 999

注) 上記いずれの物質も定量下限値まで分解

この超臨界水酸化を用いて、さまざまな有害有機物

が定量下眼値以下まで分解できることが報告されてい

る。その例を表1に示す。

2, 半導体工場への適用例

半導体工場では種々の薬品を使用 しているが、使用

済みの薬品は引き取り処分されているのが現状である。

これ ら使用済みの薬品を自社内で処理することができ

れば、最終処分量を削減することができ、さらにその

処理水を再利用できればリサイクル率を高めることに

なる。

当社では、1998年に世界初の半導体向け超臨界水酸

化装置を納入 した。 この装置は、焼却処理を行 うと

N O 、が生成 し問題 となる窒素系廃棄物である現像廃液

(T M A H )、A PM 廃液 (アンモニア) に加えIP A 廃液な

らびに剥離剤廃液を同時処理する超臨界水酸化装置で

ある。対象液中の廃液濃度は数千ppm 程度 と低 く、分

解時の酸化反応熱により反応温度を維持する超縮界水

酸化の対象液 としては希薄である。そこで、超臨界水

酸化の前処理 として濃縮プロセスを付加 した。濃縮に

よリアンモニアおよびTM A H を0/。オーダーまで濃縮 し、

この濃縮液を超臨界水酸化処理装置により分解 した。

表2に示 したように分解率はTM A H 、アンモニア、TO C

とも99.9°/0以上であ り、工場補給水として十分な水質

ＨＡ皿 キ力４
Ｅ
ｎ
Ｎ Ｃ０Ｔ

〉99,9w t96 〉99.9wt% 〉99 .9w t路

であり、再利用を行つている (図2)。もちろん,N O x生

成はなく、排ガス処理設備は不要である。このように

超臨界水酸化処理技術により半導体工場廃液を処理す

ることにより、最終処分量を減 らすとともに工場内の

リサイクル率を高めることがおこなえた。また、従来

の業者引取 りに比べ安価であるためコス ト面でのメリ

ットもある。

3 . お わ リヤこ

超臨界水酸化は、あらゆる有機物に対して高い分解

能力を持ち、現在問題となっているダイオキシン類や

Pc B といった有害物質の問題を解決できる可能性を持

ったシステムである。すでに半導体製造廃液処理として

商業プラントが稼動しており、実用化の段階に来てい

る。今後も、地球にやさしい技術として、さらに発展

していくことを期待する。

協会短報

S SIS も1998年の設立以来、4年 目を終えようとして

います。今年は (本号でも報告のあるとお り) 大阪で

のSE M I Forum  Japan 2001への協賛そして協会独自プロ

グラムによる参力日がありました。お陰様で大変な盛況

でした。会員皆さんのお声掛かりによるご予約のご参

加の方々で文字通 り熱気ムンムンの状態でした。また

さらに、Forum の他のセ ミナー聴講で、我々のシンポ

ジウムが無料であったため飛び入 りで参加 したと思 し

き、現役組の参加も得て、非常に充実した行事となり

ました。本号の森山委員の報告の通 り、最後に設けら

れたパネルディスカッションなどは、会場の皆さんか

ら積極的に発言が相次ぎ、予定時間を大幅超えるほど

でありました。

運営委員会では、来年度のSE M I Forum  Japan も協賛

するとともに、本年同様、協会としてのプログラムを

引つ提げて参加することとしています (会期は2002年

6月)。内容決定次第お知 らせ しますので、どうぞお誘

い合わせの上多くのご参加をいただきますよう、お願

い申し上げます。

また昨年から発足し、月71jで開催 している 「ライフ

プラン懇談会」も、徐々にスタイルが確立しつつあり

ます。毎月第2木曜 日、原則 として午後5時から、協会

の事務局 (東京本郷 ・リアライズ理工学院) で開催 し

ています。毎回入れ替わりで、会員皆さんにお願いし、

あるいは時には豪華特Elj講師をお招きして、様々な人

生計画、これからの夢を語つていただいています。

表

rPA 廃意. 積は現鹿減
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